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LCD/CVD 공정중에 발생하는 분진이 PFC 분해 촉매에 미치는 영향  
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반도체 CVD 공정에서는 난분해성 PFC (CF4, C2F6, SF6, NF) 뿐만 아니라 분진이 발생한다. 본 연구

에서는 이전에 700℃ 이하에서 99% 이상 분해 처리할 수 있는 촉매를 개발하였으며, 촉매에 의한 여

러 PFC 별 분해 특성 data의 확보와 분진에 의한 촉매의 영향을 연구하였다.  




